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Abstract 



PCT No. PCT/DE91/00345 Sec. 371 Date Oct. 23, 1992 Sec. 102(e) Date Oct. 23, 1992 PCT Filed Apr. 24, 
1991 PCT Pub. No. WO91/16600 PCT Pub. Date Oct. 31, 1991 .An ellipsometer, used in particular for 
measuring the thickness of oxide films on silicon wafers inside an oven, comprising an analyzer unit (3), a 
beam deflection device, a paddle and a ploarizer unit (2). In order to increase the measurement precision, 
the ellipsometer is designed so that the beam deflection device comprises two prisms (6, 9), the prisms 
(6,9), the analyzer unit (3) and the polarizer unit (2) are mounted on the paddle (11), and two tubes (4, 10) 
are provided for guiding the beam from the polarizer unit (2) to the first prism (6) and from the second prism 
(9) to the analyzer unit (3) . 



http://l2.espacenet.com/dips/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=US534:.. 8/24/01 



Data supplied from the esp@cenet database - 12 



per 



WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 
Internationales BOro 




T\wnv7i -Internationales BOro ^T<p 



(51) Internationale Patentklassifikation 5 : 




(11) Internationale Veroffenflichungsnmnmer: WO 91/16600 


G01B 11/06 


Al 


(43) Internationales 






Veroffenffichungsdatum: 31. Oktober 1991 (31.10.91) 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE91/00345 

(22) Internationales Anmeldedatum: 24. April 1991 (24.04.91) 



(30)Prioritatsdaten: 
P40 13 211.0 



25. April 1990 (25.04.90) DE 



(71) Anmelder (fUr atte Bestimmungsstaaten ausser US)- 
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDeI 
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
[DE/DE]; LeonrodstraRe 54, D-8000 Miinchen 19 (DE). 

I (72)ErfInder;nnd 

(75)Erfinder/Anmelder (nurjur US) : BERGER, Rudolf [DE/ 
DE]; HauptstraRe 16, D-8525 Marloffstein (DE). RYS- 
SEL, Heiner [DE/DE]; Am Veilchenberg 27, D-8521 
Spordorf (DE). SCHNEIDER, Claus [DE/DE] ; Speck- 
weg 16, D-8521 MOhrendorf (DE). ADERHOLD, Wolf- 
gang [DE/DE]; Schleifweg 76, D-8500 Nurnberg (DE) 



(74)Anwalt: SCHOPPE, Fritz; SeitnerstraBe 42, D-8023 Pul 
lach (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: AT (europaisches Patent), BE (euro- 
paisches Patent), CH (europaisches Patent), DE (euro- 
paisches Patent), DK (europaisches Patent), ES (euro- 
paisches Patent), FR (europaisches Patent), GB (euro- 
paisches Patent), GR (europaisches Patent), IT (europai- 
sches Patent), JP, KR, LU (europaisches Patent), NL 
(europaisches Patent), SE (europaisches Patent), US. 

Verdffentlicht 

Mit internationalem Reckerchenbericht. 



(54) Title: ELLIPSOMETER 
(54)Bezeichnung: ELLIPSOMETER 
(57) Abstract 

Described is an ellipsometer, in particular one used for measuring the thickness of oxide films on silicon wafers inside an 

Zl^nf^ m »f yser ™* < 3 >> a *- refleCtor " a P addle and a P° Iarizer unit ®< * order toTnc^ 
precision, the ellipsometer is designed so that the reflector comprises two prisms (6, 9), the analyser unit (3) and the oolariz^t 
2 are mounted on the paddle (1 1), and two tubes (4, 10) are fitted to guide the bUn from the pSzer { 2^lSS^S!S 
(6) and from the second prism (9) to the analyser unit (3). w P 

(57) Zusammenfassung 

^.^ EUipsometer das insbesondere zur Oxidsdiichtdlckenniessung auf Siliziumscheiben innherhalb eines Ofens dient 
SS^^SW*^ (3) ' **? StrditantaAiwrid^ ein Paddle und eine Polarisatoreinheit (2). STbSK^S 
SSSSTtft 1 da l E ^ S0 ^^»rt ausgebUdet, da& die Strahlumlenkvorrichtung zwei Prismen (6, 9) aufweistdaB dfc 
uT^££&£*™"^& "- d ^ . PoIarisatore5nhdt (2) an dem Paddle (11) angeordnet sind und daS zwei Rohre 
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Ellipsometer 



Beschrelbung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ellipsometer zur 
in-situ-Schichtdickenmessung von auf einem innerhalb eines 
Ofens auf ein Objekt aufgebrachten oder abgeschiedenen 
Schichten, mit einer Analysatoreinheit, einer Strahlumlenk- 
vorrichtung, einem Paddle, an dem das Objekt angeordnet ist, 
und einer Polarisatoreinheit nach dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchs l. 

Insbesondere befaBt sich die vorliegende Erfindung mit einem 
Ellipsometer, das in das in der Siliziumhalbleitertechnolo- 
gie einsetzbar ist, urn innerhalb von konventionellen Oxida- 
tionsfifen, CVD-6fen oder CVD-Reaktoren die aufgewachsene 
Oxidations- oder CVD-Schichtdicke auf Siliziumscheiben in 
situ zu kontrollieren. 

Ellipsometer zur Schichtdickenmessung sind sowohl beztiglich 
ihres MeBprinzipes wie auch beztiglich ihrer Struktur bereits 
seit Jahrzehnten bekannt, wie dies durch folgende Fachver- 
Bffentlichungen belegt ist: 

Y.J. van der Meulen, N.C.Hien, "Design and operation of an 
automated, high temperature ellipsometer", J.Opt.Soc.Am. 64, 
1974. 

R.H.Muller, "Principles of Ellipsometry" , Advances in 
Electrochemistry and Electrochemical Engineering, vol.9, 
Wiley, New York 1973. 

Ebenfalls ist es bekannt, Ellipsometer zur Messung der auf- 
gewachsenen Oxidschichtdicke auf Siliziumscheiben in Oxida- 
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tionsSfen einzusetzen, wie sich dies aus der erstgenannten 
Fachveroffentlichung ergibt. tfclicherweise wird hier die 
Geometrie des Oxidationsofens der Struktur des Ellipsometers 
angepasst. Hierbei wird die Heizkassette des Oxidationsofens 
mit Strahldurchftihrungen versehen, wodurch StSrungen inner- 
halb des Temperaturprof iles im Oxidationsofen auftreten kon- 
nen. Ferner wird eine Rohrenverbindung zum Quarzrohr des 
Oxidationsofens mit Strahldurchtrittsfenstern benetigt, wo- 
durch es zu Spannungen im Quarzrohr kommt. Diese RShrenver- 
bindung kann nicht gasdicht hergestellt werden, so daB ein 
Eindringen von AuBenluft aus der Heizkassette in das ProzeB- 
rohr mSglich ist. Ferner ist es bei dem bekannten Ellipso- 
meter erforderlich, daB dieses bei hoher Temperatur auf die 
zu vermessende Schichtdicke der Siliziumscheibe justiert 
wird, ohne daB der Strahlengang fiir die Bedienungsperson 
einsehbar ist. Aus der Gesamtstruktur des Ellipsometers und 
des Oxidationsofens ergibt sich, daB mittels des bekannten 
Ellipsometers nur an einem einzigen Ort auf der Halbleiter- 
scheibe eine Schichtdickenmessung vorgenommen werden kann. 
Ferner erweist es sich fiir die Praxis als untragbar, daB bei 
dem bekannten Ellipsometer die Polarisatoreinheit und die 
Analysatoreinheit an gegenuberliegenden Seiten der Heizkas- 
sette des Oxidationsofens im sogenannten Grauraum liegen. 

Ein gattungsgemaBes Ellipsometer zur in-situ-Schichtdicken- 
messung von auf Halbleiterscheiben aufgebrachten oder abge- 
schiedenen Schichten innerhalb eines Ofens ist aus der 
EP-Bl-102470 bekannt. Bei diesem bekannten Ellipsometersy- 
stem sind die Analysatoreinheit und die Polarisatoreinheit 
derart angeordnet, daB der von der Polarisatoreinheit ausge- 
sendete Lichtstrahl parallel zu dem von der Analysatorein- 
heit empfangenen Lichtstrahl ist, wobei diese Lichtstrahlen 
parallel zur Symmetrieachse des Quarzrohres des Oxidations- 
ofens verlaufen. Der von der Polarisatoreinheit ausgesendete 
Lichtstrahl wird an der Oberflache einer ersten Silizium- 
scheibe, die etwa im 45° Winkel zur Quarzrohr ISngsachse an- 
geordnet ist, abgelenkt, und trifft auf eine symetrisch zu 
der ersten Siliziumscheibe angeordnete zweite Siliziumschei- 
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be, durch die der Lichtstrahl zur Analysatoreinheit reflek- 
tiert wird. Somit ist dieses Ellipsometer system nur zum 
gleichzeitigen Messen von auf zwei Siliziumscheiben abge- 
schiedenen Oxidationsschichten verwendbar. Perner hat sich 
herausgestellt, daB bei einem derartigen Ellipsometersystem 
ein zeitlich stark schwankendes MeBsignal erzeugt wird, so 
daB diese Anordnung aus Grunden der MeBgenauigkeit keine 
weitere Verbreitung gefunden hat. Ebenfalls ist es bei die- 
ser Ellipsometeranordnung er f order lich, nach Beladen des 
Oxidationsofens mit einem Satz von Siliziumscheiben eine Ju- 
stierung der Polarisatoreinheit und der Analysatoreinheit 
vor zunehmen . 

Die DE-OS 24 17 548 zeigt ein Ellipsometer zur Schicht- 
dickenmessung von auf einem innerhalb eines Ofens auf ein 
Objekt aufgebrachten oder abgeschiedenen Schichten, mit 
einer Analysatoreinheit, einer Strahlumlenkvorrichtung und 
einer Polarisatoreinheit, wobei die strahlumlenkvorrichtung 
ein im Strahlengang vor dem Objekt angeordnetes erstes Pris- 
ma und ein im Strahlengang hinter dem Objekt angeordnetes 
zweites Prisma aufweist. Dieses bekannte Ellipsometer ist 
nur unter Laborbedingungen einsetzbar und nicht in-situ- 
tauglich, da sich bei Temperaturanderungen die Phasenver- 
schiebung in den Prismen andert. Einzelheiten der Ausfiihrung 
dieses Ellipsometers sind dieser Schrift nicht zu entnehmen. 

Gegentiber dem oben gewCirdigten Stand der Technik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ellipso- 
meter der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daB mit 
diesem bei einfacher Handhabung ein zeitlich stabiles MeB- 
signal erzielt wird, das auch bei hohen Temperaturen ein 
niedriges MeBwertrauschen zeigt und eine hohe MeBkonstanz in 
der Schichtdickenbestimmung wahrend voneinander unabhangi- 
ger, getrennter ProzeBlSufe ermbglicht. 

Diese Aufgabe wird durch ein Ellipsometer gemSB Patentan- 
spruch 1 gelost. 
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Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB reprodu- 
zierbare MeBergebnisse ftir unterschiedliche ProzeBlaufe so- 
wie das Vermeiden eines jeglichen Kontaminierens der MeBob- 
jekte nur dann erzielbar sind, venn von der eingangs be- 
schriebenen Ellipsometeranordnung abgewichen wird, bei der 
RShrenverbindungen zum Quarzrohr des Oxidationsofens erfor- 
derlich sind. Die Erfindung sieht diesbezuglich vor, daB die 
Polarisatoreinheit, die Analysatoreinheit, das Objekt und 
die Strahlumlenkvorrichtung gegentiber den Paddle festgelegt 
sind. Perner liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, 
daB EllipsometermeBsysteme derjenigen Art, vie sie in dem 
zuletzt erSrterten Stand der Technik offenbart sind, schon 
deswegen eine niedrige MeBgenauigkeit haben, veil bei diesen 
sowohl der von der Polarisatoreinheit ausgesandte Strahl wie 
auch der von der Analysatoreinheit empfangene Strahl im Be- 
reich einer OfenverschluBplatte stark stromende Bereiche des 
ProzeBgases durchlaufen, welche zu einem zeitlich schwanken- 
den oder zitternden MeBergebnis bei der MeBanordnung nach 
dem stand der Technik fuhren. Diese Probleme kfinnen bei dem 
erfindungsgemSBen Ellipsometer aufgrund der Rohre, durch die 
die genannten Lichtstrahlen gefOhrt werden, nicht auftreten. 
Daher weist das erfindungsgemSBe Ellipsometer trotz einer 
Strahlfiihrung fiber lange Strecken mit hohen Temperaturgra- 
dienten eine hohe zeitliche MeBkonstanz auf . Ferner wird da- 
durch, daB die Stahlumlenkung bei dem erfindungsgemSBen 
Ellipsometer durch zwei Prismen erfolgt, die gleichfalls 
gegentiber dem Paddle festgelegt sind, eine einfache Gesamt- 
struktur bei hoher Reproduzierbarkeit der MeBergebnisse von 
ProzeBlauf zu ProzeBlauf gewfihrleistet. 



Bevorzugte Weiterbildungen des erf indungsgemSBen Ellipso- 
meters sind in den Unteransprttchen angegeben. 

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen ein bevorzugtes AusfUhrungsbeispiel des erfin- 
dungsgemSflen Ellipsometers nfiher erlfiutert. Es zeigen: 
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Fig. l eine schematische Drauf sichtdarstellung einer 
Ausftihrungsform des erfindungsgemSBen Ellip- 
someters; 

Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch einen Teil der 
Ausftihrungsform des Ellipsometers gem. Fig. l; 

Fig. 3 eine schematische Darstellung 2ur ErlSuterung 
der MeBortverstellung bei dieser Ausftihrungs- 
form des erf indungsgemSBen Ellipsometers; 

Fig. 4 eine Drauf sicht auf die Anordnung eines Prisma 
bei der Ausftihrungsform des erf indungsgemSBen 
Ellipsometers ; 

Fig. 5 eine Seitenansicht der Anordnung des Prisma 
gemSB Fig. 4; 

Fig. 6 eine Detaildarstellung der Gesamtanordnung des 
erf indungsgemSfien Ellipsometers; 

Fig. 7 eine Seitenansicht der Ausftihrungsform des er- 
f indungsgem&Ben Ellipsometers. 

Wie in Fig. 1 gezeigt ist, umfaBt das Ellipsometer, das in 
seiner Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet ist, 
eine Polarisatoreinheit 2, die einen polarisierten Licht- 
strahl aussendet, sowie eine Analysatoreinheit 3. 

Der von der Polarisatoreinheit 2 ausgesendete polarisierte 
Lichtstrahl durchlfiuft ein erstes Rohr 4, an dessen der Po- 
larisatoreinheit 2 abgewandten Ende 5 ein erstes Prisma 6 
befestigt ist, durch das der Lichtstrahl auf einen MeBort 7 
auf einer Siliziumscheibe 8 fSllt. Am MeBort 7, bei dem es 
sich beispielsweise um einen beziiglich seiner Schichtdicke 
zu vermessenden Oxidschichtbereich der Siliziumscheibe 8 
handeln Jcann, wird das polarisierte Licht reflektiert und 
ffillt auf ein zweites Prisma 9, das an einem zweiten Rohr 10 
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festgelegt 1st, Nach Umlenkung des Lichtstrahls durch das 
zweite Prisma 9 und Durchlaufen des zweiten Rohres 10 wird 
das Licht von der Analysatoreinheit 3 empfangen. 

Wie spater unter Bezugnahme auf Fig. 6 noch nSher erlSutert 
wird, sind die Polar isatoreinheit 2 und die Analysatorein- 
heit 3 ebenso an dem Paddle 11 (Fig. 6) festgelegt wie die 
Siliziumscheibe 8. Die Rohre 4, 10 sind ihrerseits an der 
Polar isatoreinheit 2 bzw. an der Analysatoreinheit 3 be- 
festigt, so daB auch die Prismen 6, 9 tlber die Rohre 4, 10 
bzw. die Polar isatoreinheit 2 oder die Analysatoreinheit 3 
gegentiber dem Paddle 11 festgelegt sind. 

Die Rohre 4, 10 sind als Quarzglasrohre ausgefiihrt, deren 
Innenwande durch Sandstrahlen aufgerauht sind. Durch diese 
Ausgestaltung der Rohre kann eine eventuelle Fehlausrichtung 
der Rohre 4, 10 leicht erkannt werden, da ein Auftreffen des 
Lichtstrahles an der aufgerauhten Innenwand von der Bedie- 
nungsperson als Lichtfleck erkennbar ware. 

Wie in Fig. 2 gezeigt ist, weist jedes der Rohre 4, 10 an 
seinem der Polarisatoreinheit 2 oder der Analysatoreinheit 3 
zugewandten Ende einen Gaszufuhrstutzen 12, 13 auf, durch 
den Stickstoff zu den Rohren 4, 10 zugeftihrt wird. Im Be- 
reich der Prismen 6, 9 schlieBen an die Rohre 4, 10 Gasftih- 
rungsvorrichtungen 14, 15 an, die den aus den Rohrenden im 
Bereich der Prismen 6, 9 ausstromenden Stickstoff derart 
fiihren, daB dieser einen Stickstoff vorhang vor der der Sili- 
ziumscheibe 8 zugewandten Prismenflfiche 16, 17 der Prismen 
6 , 9 bildet . Ein derartiger Stickstoff vorhang verhindert 
eine Verschmutzung dieser Prismenf lachen 16, 17 bei Einsatz 
des Ellipsometers in Verbindung mit chemischen Dampfabschei- 
dungsprozessen . 

Wie ferner der Fig. 2 zu entnehmen ist, erstrecken sich die 
Rohre 4, 10 jeweils von der Polarisatoreinheit 2 bzw. der 
Analysatoreinheit 3 durch Ausschnitte 18 in der VerschluB- 
platte 19 in das Innere 20 des (nicht dargestellten) Of ens. 
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Wie spSter unter Bezugnahme auf Fig. 6 naher erlSutert wer- 
den wird, sind die Polar isatoreinheit und die Analysator- 
einheit in Richtung der LSngsachse der Rohre 4, 10 gegentiber 
dem Paddle 11 (Fig. 6) verschiebbar angeordnet. 

Durch die LSngsverschiebbarkeit der Polarisatoreinheit 2 zu- 
sammen mit dem ersten Rohr 4 und dem ersten Prisma 6 bzw. 
der Analysatoreinheit 3 zusammen mit dem zweiten Rohr 10 und 
dem zweiten Prisma 9 kann der Meflort 7, 7' gegentiber der Si- 
liziumscheibe 8 in Querrichtung zur LSngsachse der Rohre 4, 
10 variiert werden, wie dies fiir zwei verschiedene LMngsein- 
stellungen der Fig. 3 zu entnehmen ist. 

Wie dies insbesondere in den Fig. 4 und 5 zu erkennen ist, 
weisen die Rohre 4, 10 an ihrem prismenseitigen Ende ein 
QuarzauBengewinde 21 auf, mit dem ein entsprechendes Gegen- 
gewinde 22 der Gasfiihrungsvorrichtung 14, 15 Eingriff nimmt. 
Das dem Prisma 6, 9 zugewandte Vorderende 5 der Rohre 4, 10 
ist plangedreht und dient als AnlageflSche fiir das Prisma 6, 
9. 

Wie in Fig. 6 gezeigt ist, ist die Analysatoreinheit 3 iiber 
einen ersten Kreuztisch 23 mit einer Grundplatte verbunden, 
an der die Polarisatoreinheit 2 fiber einen Taumeltisch 25 
angebracht ist. Die Grundplatte 24 ist ihrerseits mit dem 
Paddle 11 verbunden, das beispielsweise ein SiC-Paddle sein 
kann. Auf dem Paddle 11 ist ein Boot 27 zur Aufnahme von Si- 
liziumscheiben 8 angebracht. Wie bereits erlfiutert, erstrek- 
ken sich die Rohre 4, 10 jeweils von der Analysatoreinheit 3 
bzw. der Polarisatoreinheit 2 bis zu den Prismen 6, 9. 

Die Rohre 4, 10 sind mittels einer ersten bzw. zweiten Dreh- 
lagervorrichtung 28, 29 urn ihre LSngsachse drehbar gelagert. 

Wie der Fig. 7 zu entnehmen ist, kann das Boot 27 der art ig 
ausgestaltete Ausnehmungen 30 zur Halterung der Silizium- 
platten 8 haben, da£ diese in einem Winkel gegentiber der 
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Vertikalen gehalten werden. Durch geeignete Drehung der Roh- 
re 4, 10 tun ihre Langsachse kann der Strahl derart geftihrt 
werden, daB die Strahlebene der zwischen den Prismen 6, 9 
und der Siliziumscheibe 8 verlaufenden Strahlen senkrecht 
auf der geneigt angeordeten Siliziumscheibe 8 liegt. 

Durch die Verschiebbarkeit des MeBortes in Langs- und Quer- 
richtung bei der erfindungsgemaBen Ellipsometeranordnung 
konnen samtliche Siliziumscheiben, die innerhalb eines Pro- 
zesses gemeinsam behandelt wurden, nacheinander vennessen 
werden. Hierzu wird die jeweils zuletzt vermessene Scheibe 
entladen, woraufhin der MeBaufbau zur nSchsten Scheibe 
fShrt. Eine Kontamination der Scheiben, wie sie bei Verwen- 
den einer separaten SchichtdickenmeBstation auftreten konn- 
te, wird hierdurch vermieden. 

Auf samtliche Scheiben kann sowohl eine Einzelpunktmessung 
wie auch eine Linienmessung durchgeftihrt werden. 

Bei dem erfindungsgemaBen Ellipsometer kBnnen Prismen aus 
synthetischem Quarzglas mit 70 • Strahlumlenkung verwendet 
werden, welche einen 55«>-Einfallswinkel innerhalb der Pris- 
men haben. Die Phasenverschiebung durch die innere Totalre- 
flektion in derartigen Prismen liegt mit 84° sehr nahe an 
90°, so daB die bei Ellipsometern nach dem Stand der Technik 
erforderliche Verwendung von ViertelwellenplSttchen fiir die 
Messung dtinner Oxidschichten bei dem erfindungsgemaBen El- 
lipsometer entfSllt. Bei Verwenden von Prismen mit 55°-Ein- 
fallswinkel ergibt sich eine relative Unempf indlichkeit ge- 
geniiber dem tatsSchlichen Einf allswinkel , so daB geringe 
Fehler in der Justierung des Laserstrahls auf die Prismen 
nur zu unwesentlichen Phasenverschiebungen ftihren. 

Fiir den Fachmann ist es offensichtlich, dafi das erfindungs- 
gemaBe Ellipsometer im Gegensatz zu den Ellipsometern nach 
dem erstbeschriebenen Stand der Technik vom Reinraum aus be- 
dient werden kann. Damit konnen samtliche Bedienungen des 
erfindungsgemaBen Ellipsometers von einer Bedienungsperson 
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im Reinraum durchgeftihrt werden, ohne daB zur Bedienung der 
Grauraum betreten verden mtifite. 

Das erfindungsgemaBe Ellipsometer kann derart ausgeftihrt 
werden, daB sSmtliche Komponenten, die innerhalb des ProzeB- 
rohres liegen, aus Quarzglas bestehen. Damit ist eine Konta- 
urination des Prozefirohres ausgeschlossen. 
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Patentan soriicha 



. Ellipsometer zur in-situ-Schichtdickenmessung von auf 
einem innerhalb eines Of ens auf ein Objekt aufgebrach- 
ten oder abgeschiedenen Schichten, mit 

- einer Analysatoreinheit, 

- einer Strahlumlenkvorrichtung, 

- einem Paddle, an dem das Objekt angeordnet ist, und 

- einer Polarisatoreinheit, 
dadurch gekennzeichnet, 

- daB die Strahlumlenkvorrichtung ein im Strahlengang 
vor dem Objekt (8) angeordnetes erstes Prisma (6) 
und ein im Strahlengang hinter dem Objekt (8) ange- 
ordnetes zweites Prisma (9) aufweist, 

- daB die Prismen (6, 9), die Analysatoreinheit (3) 
und die Polarisatoreinheit (2) an dem Paddle (li) 
angeordnet sind, 

- daB ein erstes Rohr (4) vorgesehen ist, das sich von 
dem ersten Prisma (6) in Richtung zu der Polarisa- 
toreinheit (2) erstreckt, 

- daB ein zweites Rohr (10) vorgesehen ist, das sich 
von dem zweiten Prisma (9) in Richtung zu der 
Analysatoreinheit (3) erstreckt, und 

- daB sich die Rohre (4, 10) von der Analysatoreinheit 
(3) bzw. der Polarisatoreinheit (2) bis zu dem be- 
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treffenden Prisma (6, 9) erstrecken und dieses 
ha It en. 

2. Ellipsometer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

- daB beide Rohre (4, 10) an dem Paddle (11) befestigt 
sind, und 

- daB jedes der Rohre (4, 10) mit je einem der Prismen 
(6, 9) verbunden ist, so daB die Prismen (6, 9) mit- 
tels der Rohre (4, 10) fest mit dem Paddle (11) ver- 
bunden sind. 

3. Ellipsometer nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

- daB die Rohre (4, 10) aus Quarzglas bestehen und rau- 
he InnenwSnde aufweisen. 

4. Ellipsometer nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

- daB die Prismen (6, 9) an den StirnflSchen der Rohre 
(4, 10) anliegen. 

5. Ellipsometer nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

- daB jedes der Rohre (4, 10) sowohl mit einer Gaszu- 
fuhrvorrichtung (12, 13) als auch an seinem dem Pris- 
ma (6, 9) zugewandten Ende (5) mit einer Gasfiihrungs- 
vorrichtung (14, 15) verbunden ist, und 

- daB die Gasftihrungsvorrichtung (14, 15) derart ausge- 
bildet ist, daB sie einen Gasvorhang vor der dem Ob- 
jekt (8) zugewandten Prismafl&che (16, 17) bildet. 

6. Ellipsometer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
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- daB das zu den Rohren (4, 10) zugefiihrte Gas Stick- 
stoff ist. 

7. Ellipsometer nach einem der Ansprttche 1-6, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

- daB die Prismen (6, 9) derart angeordnet sind, daB 
der Strahleinfallswinkel zwischen 50° und 60° be- 
tr&gt. 

8. Ellipsometer nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , 

- daB der Strahleinfallswinkel 55° betragt. 

9. Ellipsometer nach Anspruch 5, in Rttckbeziehung auf An- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

- daB jedes Rohr (4, 10) an seinem dem Prisma (6, 9) 
zugewandten Ende mit einem Gewinde (21) versehen ist. 

10. Ellipsometer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 

- daB das Prisma (6, 9) ein zu dem Gewinde (21) des 
Rohres (4, 10) passendes Gegengewinde (22) aufweist. 

11. Ellipsometer nach Anspruch 9 in Rttckbeziehung auf An- 
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, 

- daB die Gasftthrungsvorrichtung (14, 15) das Prisma 
(6, 9) hfilt und ein zu dem Gewinde (21) des Rohres 
(4, 10) passendes Gegengewinde (22) aufweist. 

12. Ellipsometer nach einem der Ansprttche l - 10, dadurch 
gekennzeichnet , 

- daB sowohl die Analysatoreinheit (3) wie auch die Po- 
lar isatoreinheit (2) mittels einer einstellbaren Li- 
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nearftihrungsvorrichtung (23, 25, 26) zur linearen 
Verstellung derselben in Richtung des Strahles mit 
dem Paddle (11) verbunden sind. 

13 • Ellipsometer nach einem der Ansprtiche 1-12, dadurch 
gekennzeichnet , 

- daB die Rohre (4, 10) um ihre LMngsachse drehbar an- 
geordnet sind, und 

- daB die Objekte (8) ait ihrer die zu messenden 
Schichten aufveisenden OberflSche in einem spitzen 
Winkel zu der Vertikalen gegenttber dem Paddle (11) 
festgelegt sind. 
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